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Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen gleichmiSigen 

elektrolytischen Metallisieren oder Atzen 

Beschreibung: 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum insbesondere 

kontinuierlichen gleichmlBigen elektrolytischen Metallisieren oder Atzen von 

15 Metalloberflichen. 

Verfahren zum Metallisieren oder Atzen, insbesondere zur Bearbeitung und 

Herstellung von Leiterplatten, sowie dafOr geeignete Vorrichtungen sind seit 

tangem bekannt. Beispielsweise wird in. DE 36 24 481 A 1 eine Anordnung 

20 zum elektrolytischen Auftr'g eines Met11lles auf plattenformige Gegenstande, 

wie Leiterplatten, beschrieben, bei der dies~ Gegenld11de fur eine gewisse 

Verweildauer in ein Elektrolysebad gebra~ht und dann wieder aus dem Bad 

entfernt warden, wobei die•Gegenstinde_in waagerechter Lage einer die 

Anordnung bildenden Elektrolys~~ammer:zugefuhrt, durch diese kontinuierlich 
. . .. ·. , .. 

25 . hindurchgeleitet und nach der Elekir9lysei)ehandlung aus der Kammer wieder 

herausg~fOhrl: warden und bei der Anod~ti, Stromzufuhrungen' und 
. . .:"':-.:< ... 

Transportmittel vorg~sehen. s.ind~.~ferner •sind die Transportmittel als eine 
. .-· ._ .. . '. ~ . .. :··~. . . . . . 

endlos umlaufende angetriebeiiEI. Rf,lj~e einzelner Transportorgane ausgebildet, 

welche die Seitenrlnder der plattent6rmigen Gegenstlnde festhalten und in 
. . . . . ' . . . 

3 0 _der Transportrichtung bewegen und ,,wqb~i zu Beginn und Ende des in der 

Elektrolysekammer gelegeneh Tr19sj~port~eges Mittel vorgesehen sind, die ein 

Erfassen der Gegenstlnde durch die' 'Transportorgane bzw. das Frelgeben der 
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Gegenstande durch die Transportorgane bewirken. Eine derartige Anlage ist 

mit entsprechender ZusatzausrOstung auch zum elektrolytischen Atzen, 

beispielsweise Entfernen von Metallschichten (Entmetallisieren) verwendbar. 

s In anderen Anordnungen warden die zu behandelnden Gegenst8nde in 

vertikaler Lage in ein Behandfungsmittel eingetaucht oder durch Spruhen oder 

Spritzen mit diesem in Kontakt gebracht, wobei die fur die elektrolytische 

Behandlung erforderJichen Gegenelektroden den Gegenstanden 

gegenOberliegend angeordnet wer(ien. FOr eine elektrotytische Metarlisierung 

10 werden die Gegenelektroden als Anode, fur einen AtzprozeB als Kathode 

polarisiert. 

In den bekannten elektroJytischen Anlagen, in denen die Gegenstande 

horizontal angeordnet und in horizontater Richtung durch die Anordnung 

15 hindurchbewegt warden, betragt der Abstand zwischen den Gegenstanden 

und den Gegenelektroden etwa 100 mm. Bei der Herstellung von Leiterplatten 

wirken sich derart groBe Abstiinde auf die Quafitat der zu bearbeitenden 

Schichten nachteilig aus. Schmale LeiterzOge auf den leiterpJatten wirken in 

Bezug auf benachbarte breite Leiterzilge als Spitzen, auf die sich das 

2 o elektrische Feld in der elektrolytischen Behandlungszelle konzentriert. Daher 

bildet sich an diesen Stellen elne hohere ortliche Stromdichte aus, so daB 

diese Stellen somit intensiver, d.h. schneller, elektrolytisch geatzt oder 

metalfisiert werden ats breite leiterzOge. 

2 5 Im Ergebnis sind Schic~dickenverhiltnisse von 1 : 3 und mehr an den 

verschiedenen Stellen auf der Oberfliiche einer l.eiterplatte anzutreffen. Beim 

Atzen filhren die unterschiedlichen elektrischen feldstirken zum Angriff auf 

die seitlichen Flanken eines Leiterzuges und damlt zu Unteratzungen. Dies ist 

in der Feinleitertechnik, bei denen Leiterbahnbreiten von 0, 1 mm und weniger 

30 erzeugt warden sollen, nicht mehr tolerierbar. 

Zur l5sung dieses Problems sind verschiedene MaBnahmen, einzeln oder in 

• 
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Kombination, moglich. So kann beispielsweise die elektrolytische Behandlung 

mit einer niedrigen Stromdichte durchgefuhrt werden. All~rdings sinkt dadurch 

die Effizienz der Beharidlungsanlage~ Verbesserungen werden auch mit einem 

vergroBerten Anoden-/Kathodenabstand erreicht. Andererseits laBt sich die 

s beschriebene Spit~e~-~irkung such dadti~ch v~rmeiden, daB der Ano~en­
/Kathodenabstand soweit reduziert wlrd, ·daB d.ie schmalen Leiter~ilge nicht 

. mehr. afs Spitzen sondern als Flachen wirken. Dies ist insbesondere dann der 

Fall, wenn die Gegenei~ktroden ·cbeim 'Atzen die ·Kathoden und beim .: 

Metallisieren. die Anoden) "den zu behandeinden Gegenstanden auf einen 
... ·' .·. '·· 

10 Abstand von 1 mm oder.weniger a~genihert \iverden. In diesem Falle wird die ~ 
maximal anwendbare Stromdichte nur noch von der geforderten Oualitit der 

zu bearbeitenden bzw. herzustellenden Metallschichten und der Dicke 

spezifische~ .oberflii~hlichen de~· Diffusionsschicht, .die wiederum von der 

lntensitit der Ko~vektlon des El~k~oiyten ~n der B~handl~ngssteile beeinfluBt 

1s wird, begrenzt. Die ma~iin~l~ stro~dichte li~gt' deutlich llber d~r Stromdichte, 

die bei LeiterzOgen, die als Spitzen"' wirken, anwendbar ist. Deshalb ist eine 

elektrolytische Behandl~ng mit extre~ kleinen Anoden-/KathodenabstAnden zu 

bevorzugen •. · 

20 Derartige Vorrichtungen, die beispielsweise zur Behandlung von bandartigen 

Tragermateriali~n oder Metallbanclern eingesetzt werd~n, sind in DE-OS 25 11 

336 und EP O 264 510 A1 be~hrieb~n. . 

Kleine Abstinde zwischen den Anoden und Kathoden sind insbesondere mit 

25 walzenformigen _Elektroden, di.e ·~uf der OberfUiche des Behandlungsgutes 

abrollen, realisierbar. Eine cierartlge Anordn.ung ist in WO 94/03655 
. ; ·' :. 

beschrleben, deren Off~~barungsgehalt in diese Anmeldung einbezogen wird. 

Zur Vermeidung vo~ eiektrischen kurzschlOss~ri ist hier ein isolierendes 

30 Distanzmittel zwischen ·den walzenfii~migen Elektroden und dem zu 
behandelnden Gegenstand vorgesehen. Hierzu eignen sich beispielsweise 

partielle Beschichtun·gen der Walz~n, die derart au~gefOhrt sind, daB die 
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Stromdurchlassigkeit durch den zwischen den WaJzen und dem 

Behandlungsgut liegenden FIOssigkeitsfilm weitgehend erhalten bleibt. 

Desweiteren ist es auch moglich, den auf die Leiterplattenoberflache 

aufgebrachten Resist, der das Leiterbild positiv oder negativ darstellt, als 

s Oistanzmittel zu nutzen. Oieser ist elektrisch isolierend und seine Schichtdicke 

ist so groB, dar!t KurzschlOsse sicher vermieden werden. 

Derartige Walzen konnen beispielsweise ats unlosliche Elektroden ausgebildet 

sein. Zur elektrischen Kontaktierung mOssen _diese wegen der Rotation Ober 

10 Schleifringe und SchfeifbOrsten mit der Badstromquelle elektrisch leitend 

verbunden werden. Diese Schleifringtechnik ist jedoch technisch aufwendig. 

Derartige Anordnungen sind in den Patentanmeldungen DE-P 4417550. 7 und 

DE-P 44 17 551.5 dargesteflt. Als isolierende Distanzmittel werden dort 

beispielsweise elektrisch nichtleitende Distanzringe auf der Wafze oder die 

15 isolierende Schicht eines Photoresists auf der Leiterptattenoberfliche 

eingesetzt. Zur Kontaktierung werden Schleifkontaktbursten, die an 

Schleifringen an den zu kontaktierenden Walzen angebracht sind, verwendet. 

Der Offenbarungsgehalt der genannten DE-Patentanmeldungen wird in diese 

·Anmeldung einbezogen. 

20 

Auch beim elektrolytischen Atzen nach bekannten Verfahren und 

Anordnungen ist die Schleifringtechnik erfordertich, um die unlosliche 

walzenformige Elektrode an die Badstromquel'e anzuschlieBen. Wird die 

walzenformige Elektrode zwischen dem Behandlungsgut und einer dem 

2s Behandlungsgut gegenQberliegenden Elektrode.angeordnet, so schligt sich 

sowohl beim elektrolytischen Atzen als auch !Mlim Metallisieren auf dieser 

Efektrode Metalf ab, beim Metallisieren auf der ~em Behandlungsgut 
i ~ 

abgewandten Seite, beim Atzen auf der dem Sehandlungsgut zugewandten 
. . . 

Seite der Walze. Das MetaU muB daher fortlaufend oder in zeitlich 
. . 

30 wiederkehrenden Behandlungszyklen von dieser Elektrode wieder entfernt 

werden. Zurn kontinuierlichen Abtrag eignet sich eine zweite Badstromquelle, 

die beim Metallisieren gegenuber der Elektrode positiv und beim Atzen 

ii iii Hf 

• 
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gegenuber der Elektrode negati~ polarisiert lst. B~ispietsw~ise kann das 

Behandlungsgut, eim~· Leiterpiatte, _in horizontaler Lage und liorizonialer 

Richtung durchei~e Behandluri~~anlag~ hinciureh~efardert"werden. Die 

walzenformig~ Elektrode, di.e' mi~de~e,ns·· an ihh'f ~bberflache .elektrisch 

s leitfahig ist, rolit aut'der Behand1tingsgutob~rt1iC:'h~-,ab~ wobitl ein isoiierendes 

Distanzmittel vorgesehen .ist, das eiri~ri ~leklrischen 'K~rzschluB zwischen der 

Elektrode und dem Behandlungsgut vermeidet • 
. .-_:·j: 

Beim Atzen wird der Pluspol der' St;orriqu'eti~. in' ftfr ~i~h b~kannter Weise mit 
.· . . :~ . . . . . . . .. 

io dem Behandlungsgut, beispietswei~e ubel-""eiektrisch kontaktiere.nde V 

15 

. .. '· . . .. .-··. . 

Klammern, elektrisch verbunden~·· Der Minuspof wirc:I Ober einen . Schleifkontakt 

und einen Sehi~ifrin"g ~~ die' "e1~ktr~de a~ge~~hl~s;~~n. "Auf ihr wird d~s 
·.· ., . · ... ; . ."· ·. :· ·. .· . 

abgeiitzte MetaH abgeschieden. Eine zweite elektrolYtische Zelle wirci von 

ei~ner weiteren Badstr~·mqu~ll~, de~, Ef~ktr~cl~ u~d: ein~~ ~elteren Hilfslektrode 

gebiidet, wobei die ~eite z~ue auf ·d:~r ;de~ eeh~ndl~~gsgUt abgewandten 
·- . . ·: : . .. . 

Seite der Elektrode arigeordnet isi:. · Der Pl~spol der · zweiten Badstromquelle 

.. wird Ober denselben Schleifk~nt~kt und ·'schielfring mit de~ Eleictrode 

. verbunden wi~ der Minuspol de; ~~s~e~· Badstrom~ueile und ihr. negativer Pol 

mit der dem Behandlungsgut gegenOberliegenden Elektrode. Auf dieser 

20· scheidet sich das. Metall ab, das von der .Elektrode nach dem Abatzen vom 

25 

30 

Behandlungsgut wied~r abgelost wird. 
!: . . . . . 

Falls von der Elektrode beim Metaltisieren abgesctiiedenes Metall nicht . . .. ·. . . . . . ~- .. .. . . . . 

vollstandig wied~r· e~tfernt wir~~ kann die&es abgeitzt werden, indem .die 

Badstromquellen .in fQ~ si~h. beka~~t~~ :vvei~~ intermittiere:nd umgepolt und 
'· .... ·· . : •. -_,·: . .-... ·-· .. ·. -~~~:\ i-,_:~::·.· _·.:, :-"~:··· .... , ~-- ·,. '•. . 

unlosliche Metalloberfllchen aufweisende Platten in der Anlage mitbehandelt 

werden. In diesern .Fall_.lost ~ich da1;'M~t~ll,v~~--den _Elektt~den wieder und 

. scheidet sich auf ·den ·in di:es·~~- F~ll ·'kath~dis~h .geschalteten Gegene1ektroden 
. ,, . . . .. 

ab, wobei sichkein neues Metall ~uf den Elektroden ablagert .. 
. . :·. . . ' - ·~ . 

Bei. derartigen Verfahren muB ~i~ E~e~o_de Ober_ Schleifkontakte elektrisch 
' . 

kontaktiert werden. Dies ist konstruktiv aufwen~ig und erlordert eine 
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intensive Wartung. DarOberhinaus wird auch eine zusatzliche Badstromquelle 

benotigt. Ferner _ist das Behandlungsverfahren fur das Entfernen des auf den 

Elektroden abgesct,iedenen Metalls von Zeit zu Zeit zu unterbrechen. 

s Anstelle einer unJ&slichen Gegenelektrode konnen grundsitzlich auch losliche 

oder zumindest tejtweise losliche Gegenelektroden verwendet werden. In 

diesem FalJe mussen jedoch geeignete MaBnahmen getroffen werden, um die 

Metallionenkonzentration in der Elektrolytflilssigkeit konstant zu halten. Im 

Falle der Metallisit!trung des Behandtungsgutes werden dem Elektrolyten hierzu 

1 o beispielsweise Salze des abzuscheidenden Metalls zugegeben. Seim Atzen 

mUssen diese durch geeignete Verfahren aus dem Elektrofyten wieder entfernt 

warden. Eine fortlaufende Erganzung der MetaJlsalze hat einen standigen 

Verbrauch von Metallsalzen zur Folge, wodurch sich kontinuierlich 

Abbauprodukte im Elektrolyten anreichern, die wiederum aufwendig aus dem 

15 Elektrolyten entfemt und entsorgt werden mOssen. Die Verwendung von 

kostengilnstigen l0slichen Elektroden ist nicht moglich, weit diese infolge ihrer 

Auflosung nicht formstabil sind und deshafb keine gJeichblei~ende kleine 

Wirkungsdistanz zwischen Anode und Kathode zulassen. 

20 

Der vorliegenden Erfindung liegt von daher das Problem zugrunde, ein 

Verfahren zum kontinuierlichen gleichmiBen efektrolytischen Metallisieren 

oder Atzen (Entmetallisieren) von Metalloberflichen , insbesondere auch von 

Leiterplatten, s~wie eine zur DurchfGhrung eines derartigen Verfahrens 

25 geeignete Vorrichtung zu finden. lnsbesondere sollen Nachteile der bekannten 

Verfahren und Anordnungen vermieden, deren Vorteile jedoch genutzt 

werden. 

Das Problem wird gelos:t durch die AnsprOche 1, 7 und 11. Vorteilhafte 

30 AusfOhrungsformen der Erfindung sind in den UnteransprQchen angegeben. 

Unter Metalloberflichen warden auch Oberflachen nfchtmetallischer 

Materialien verstanden~,~pie wenigstens teilweise mit Metall belegt sind. 

• 
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Bei dem erfindungsgernaBen Verfahren warden- i'risbesondere geringe 

Wirkungsabstande zwisdtien cien "Anoden und Kathoderi ermoglicht, so daB 

sehr gleiclimiiBige Metallschichten auf-Leitl!rplatten fuit:schmalEin und breiten 

LeiterzQgen erhalten warden konnen. Fur ein kontinuierliches Metallisieren 

s werden losfiche Anoden -~Is Gegeaielekttodeli verwendet. Eine -Erganzung der 

Metallionen durch"Zugabe ~on Metallsalzen in Cil~'ElektrolytflOssigkeit ist nicht 

erforderlich. Beim elektrolytischen Atzen wirc.f etas M~tallisieren z~e~ wahrend 

der Leiterplattenherstt!UIJng nicht durcll-·zyidische EntmetallisierlJngsvorg_ange 
- . 

der Elektroden unterbrochen: Di4' erfindtingsgemiBe Anordnung ist zudem 

10 einfach konstruiert und erfordert' keineli umfangreichen Wartungsaufwand, da -...1 

keine komplizierte Schleifkontakttechnik filr roiieri9nde Walzenelektroden 

eingesetzt werden mus. 

tn·der erfindungsgemiiBen Vorrlchtung·werden~Elektroden, die aus den 

15 metallischen OberllA~hen· des. e~handlungsgUtes und diesen 

gegenilberliegenden Gegenelektroden gebildet warden, in einer 
. ,: ' 

-.elektrolYtischen. Zelie angeordhet. Als Gegenelektroden konnen insbesondere 

Platten verwen:det: warden. A~ di.ese Elektroelef1 ·wird die Badstromquelle . 

angeschlossen. Zwischen dem Behandlungsgut und den Gegenelektroden -
. . . 

20 befinden sich bewegliche, beispielsweise rotierende walzenformige, 

ElektrQden; di.e' ~~cht "an die Badstromqoelle angeschlossen sind. "oer Abstand 

zwischen cierri BehandlungsQut tind-den Gegenelektroden wird durch diese 

Zwischeoelektroden weitgehenci "tlberbi'Ockt. Die Zwisch~nelektroden sind 

elektrisch leltflhig~·sie sind.je~och'elektrisc~ isoliert.gelagert und bewegen 
- -

2s sich beispieisweise ~ollehd,'in-sehr gerin~arn Abstandzu den oberflachen des 

30 

- Behandlungsgutes. In ein~r -.AusfOhrungsform der 'Erfindung konnen die 

Zwischenelektroden die Oberflichen des Behandlungsgutes auch wischend 

beruhren, indem deren Bewegungs- oder Drehgeechwindigkeit relativ zur 

Oberflache des Behandlu~gsgµtes in geeigheter Weise eingestellt wird. 

Zur Vermeidung d~r direkten metailischen: Berilhtung. ~wlschen dem 

Behandlung~gut und der· metaillschen; Oberlliche der Zwischenelektroden 

' 
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befinden s'ch zwischen diesen elektrisch isolierende Distanzmittel, die 

flOssigkeits- und ionendurchlassig sind, beispielsweise keramische Partikel 

oder partielle Kunststoffbeschichtungen, textile Gewebe oder Kunstoffringe 

oder anderes profiliertes Material an der AuSenseite der Zwischenelektrode. 

s Deren Form und Anordnung wird so gewahlt, daB die elektrischen Feldlinien 

im wesentHchen ungehindert durch den zwischen den Zwischenelektroden 

und dem Behandlungsgut angeordneten dOnnen FIOssigkeitsfiltri 

hindurchtreten klSnnen. Die etektrische Abblendwirkung dieser Distanzmittel 

ist gering. Beispielsweise konnen Abblendeffekte der einzelnen Distanzmittel 

10 k.ompensiert werden, indem die OistanzmitteJ auf Wafzen, die entlang der 

Transportrichtung in der Behandlungsanlage angeordnet sind, gegeneinander 

versetzt angeordenet werden. Die Zwischenefektrode wird vorzugsweise aus 

einem unloslichen Material ausgefuhrt, beispielsweise aus Edelstahl oder Titan 

mit .oder ohne Beschichtung aus Edelmetallen oder deren Oxiden. 

lS 

Der Abstand der Zwischenelektroden zur Gegenelektrode ist so groB 

bemessen, daB auch hier eine BerOhrung sicher vermieden wird. 

Derartige zwischen dem Behandlungsgut und den .Elektroden isoliert 

20 angeordnete Zwischenelektroden werden auf der Seite, die der Anode 

zugewandt ist, mt;ttallisiert und auf der Seite, die der Kathode zugewandt ist, 

entmetaflisiert, das heiBt geitzt. Seim Metallisieren des Behandlungsgutes 

wird daher Metal~ .auf der dem .Behandlungsgu' ~bgewandten Seite der 

Zwischenelektrode und beim Atzen auf der dem Behandtungsgut zugewandten 

2s Seite abgeschieden. 

Die Zwischenelektroden konnen durch geeignete Ausfilhrung auch dazu 

dienen, BehandlungsflOssigkeit an die Oberflache des Behandlungsgutes zu 

transportieren. Hierzu konnen die Zwischenelektroden beispielsweise aus 

3 o einem durchbrochenen lnnenrohr und einem die&es umgebenden 

Metallgewebe zur gleichmaBigen Verteilung des ausstromenden 

Behandlungsmittels bestehen. Geeignete AusfOhrungsformen fOr derartige 
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walzenformige Elektroden:sind in WO 94103655· sowie in der intemationalen 

Patentanmeldung PCT /DE95/00134 beschrieben. 

· s · · Die vorliegende Erfinciung- wird anhand: der' schematischen · Figuren, ohne . die 

Erfindung· darauf zu beschrlnken.--im_ Prinzip und beispielhaft dargestellt und 

beschrieben. Es zeigen: 

Figur 1 

10 ···· Figur 2 

· Figur 3 

eine erffndungsgenUiBe prizipielle Vorrichtung; 

eine Prinzipdarstellung d~s er.finduhgsgemlBen Atzverfahrens'; 

eine Pi'irizipdarstellung des erfindungsgemlBen . Metallisierungs­

verfahrens. •· 

Aus Grunden cier zeichnerischen Vereinfachung sind die Vorrichtungen nicht 

15 maBstabsgetreu wiedergegeben. 

Nach Figur 1 befinden sich' in einem Badbehiilter 9 mit ElektrOIYtflilssigkeit 1-0 

eine Kathode 11 und eine Anode 12. Eine BadstromqueHe J 3 ist elektrisch mit 

der Anode und der.Kathode verbunden. Wird in.die. Anoden-/Katho_~~nstrecke 
20 bei eingeschalteter·eadstrolTiquelle ein ·elektri~her Lefter, hier ein mit · '-

. . . 

metallischer Oberflache versehenes Teil oder ein Metallteil 14, eingebracht, 

das keinen· Kontakt zur Anode oder -K~_thode hat,· so scheidet sich im Bereich 

· 15 des Tei1es Metall: ab, daS';sich von der Anocjjt infolge· des 

Elek.trolysevorganges abgeloat hat.· 1st das Metallteil-1.4_eelbst loslich, so wird 

2 s vom Bereich 1 6 des Teiles Metall elektrolytisch abgetragen und_auf der 

Kathode 11 abgeschieden. 1st das Metallteil-in der ElektrolytflOssigkeit __ _ 

dagegen unloslich, so entsteht an dem der' ieathode-zugewandten Bereich 16 

Gas. 

3 o Mit der Bezugszitfer 1 t ist eine· Achse· symb~lisiert,_ um die das Metallteil 

gedreht warden kann. Nach einer 1so·· .. :[>rehung des Metallteiles in 

Pfeilrichtung 18 steht das im Bereich 1 51tbgeschiedene Metal! nunmehr der 

1iiiiinr 

; 
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Kathode gegenOber. Hier wird es wieder abgeatzt und auf der Kathode 

endgOltig abgeschieden. Gleichzeitig scheidet sich jetzt von der Anode 

abgeatztes Metal! in dem Bereich 16 ab. Oieser Vorgang wiederholt sich bei 

entsprechender Relativbewegung zu den Elektroden, beispielsweise bei 

5 fortlaufender Rotation des MetaHteiles. 

Der Elektrolysestrom durch das nicht efektrisch kontaktierte Metaftteil kommt 

wegen der sehr unterschiedlichen elektrischen Leitfahigkeiten der 

ElektrolytflOssigkeit und des Metallteiles zustande. Das Metallteil dient als 

1 o eJektrischer Leiter zwischen den Elektroden, der Kath ode 1 1 und der Anode 

12. Es handelt sich bei diesem Zwischenelement also um eine 

Zwischenelektrode. In einer bevorzugten AusfOhrungsform ist die 

Zwischenelektrode als langgestreckte Walze ausgebildet, die in sehr.geringem 

Abstand an der Oberflache des Behandlungsgutes abrotlt. Beispielsweise kann 

15 eine derartige Walze oder ein iquivalent bewegliches Element an der 

Oberflache eines in vertikaler Lage in die BehandlungsflOssigkeit eingetauchten 

ebenen Gegenstandes entlanggefOhrt werden. 

Oas erfindungsgemaBe Verfahren eignet sich insbesondere zur Behandlung 

20 von Leiterplatten, die in horizontaler Lage und in horizontater Richtung durch 

eine Behandlungsantage hindurchgefOhrt warden. Eine derartige Anordnung 

v der Elektroden und der Badstromquelle ist in Figur 2 fur einen AtzprozeB 

dargesteltt. 

25 Oas zu atzende Behandlungsgut 19 ist Ober nicht dargestellte elektrisch 

kontaktierende Klammern mit dem Pluspol der Badstromquelle 20 verbunden. 

Der andere Pol der Badstromquelle ist an eine Kathode 21 angeschlossen. Eine 

vertikaf zur Darstelfungsebene langgestreckte V\f alze 22 als Zwischenelektrode 

ist zumindest an ihrer Oberflache elektrisch gut leitfihig. Sie ist mit ihrem 

30 Lagerzapfen 23 h<Shenbeweglich gelagert, so daB unterschiedliche 

Leiterplattendicken selbsttatig ausgeglichen werden. Ein sehr geringer 

Abstand zwischen der Oberflache des Behandlu~gsgutes und der 
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walzentormigen zw;sct1en~l~ktrode wird du~ch i•ouerende und vorzugsweise 

selir dunne. Distanzmittel ·-erriiaglicht Jnd.'korist~nlgehalten·, die hier nicht 

. dargestellt sind. Die Walze rotiert rhit einer' Utrtf~nd~ge·s~hwi.rtdigkeit, die 

vorzugsweise der Transportgesc.hwi~di~keit des' Beharidlungsgl.ites in 

s horizontaler Richtung entspricht. Werd~n Lint$rs~hlediidie Geschwindigkeiten 

gewahlt, wischt die. Oberflache der Zwischen·elektrode an der Oberfliiche des 

Behandlungsgutes entlang~ .· 

Der Abstand der als Kiiithode polari~ierte~ Geget,elektrbde 21 von de~ Walze 

10 ist fur die Qu~lltat der.el~ktrolytischen aearb~itLiri'g des Behandiungsgutes I..,/ 

unkritisch. Durch spcnad-isch-es VersetZen dta~ IC•thode ih Pfeilrichtung 24 kann 

die Stelle,. an der sich>'di~; grorite Merl~e de~ vC>nii Bihal"ldlungsgut abgeitzten 

Metalls abl~g~rt und die sirih im Wirkung.sberelc~'~efWalze b~findet, 
seitWArts verschf?berl'w~td~n; so daB eih' n~'uer Obenlachenbereich der 

15 Kathode, an c:lem sich i'"loch kein oder 'riui w~rlfg MetaU abgeschleden' hat, in 

den genannten Bereich be\Ne~t ·wircf. Dadurch ·vvird die verfilgbare 

Kathodenoberfl_iche zur Abl'agerung:'von :abgeitztem Metad vollstandig 

nutzbar. 

20 Vorteilhaft ist hierbei, daiin dam beschriebenen AtzprcSZ:eB eine 

MetallrOckgevvinnung' stattflndet'ztis.tzflche chenlische 

· Ruckgewinnungsverfahren sind ·liaher 1-i"i~ht erforder:lich. Seim. elektrolytischen 

Atzen ge_langt das Metall vom Behandlungsgut zunichst auf die Walze und 

dann auf die Kathode. Hierzu ist erfindungsgemlB nur eine Badstromquelle 
. . . .' . .. .. . ~ ')~ 

25 erforderlich. Ferner ist auch keihe elektrische kontaktierung der Walze niitig. 

30 

In einer Atzanlage ist vorzugswdise ~ine vielzahl von Walzen· in 

Durchlaufrichtung des ,Behandlungsg'ute~·tdiltereinander angeordnet. 
. . 

Desgleichen konnen. die-se z~r beldseitigeh i1rid)oder synchrorien Behandlung 

der LeiterplBtteri auch auf dere~. Unterseiter{~rlgeordnet werden. 

In Figur · 3 ist eine Prinzipdarstellung ·'f:Or ·die Metallisierung von Leiterplatten 25 

in horizontaler Lage dargeStellt. Die B~dstro-mquelle 2_6 ist mit dem Pluspol an 

' 
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die dem BehandJungsgut 25 gegenOberliegende Gegenelektrode (Anode) 27 

angeschlossen, der negative Pol an das Behandlungsgut 25. Die rotierende 

Walze 22 ist, wie bereits anhand Figur 2 beschrieben wurde, als 

Zwischenelektrode ausgebildet. Die Anode 27 kann sowohl als unlosliche als 

s auch als lostiche Elektrode ausgebildet werden. In beiden Fallen wird ein sehr 

kleiner konstanter Abstand zwischen dem Behandlungsgut und der 

Zwischenelektrode eingestelJt. Unabhingig davon ist die Stracke zwischen der 

Anode und der Walze fur die Qualitit der abgeschiedenen Metaltschicht auf 

dem Behandlungsgut unkritisch. Dies erlaubt, kostengOnstige losliche Anoden 

10 einzusetzen, deren Geometrie durch die permanente Auflosung nicht konstant 

gehalten warden kann und daher fOr einen direkten Einsatz ohne die 

erfindungsgemaBe Zwischenelektrode und mit sehr kleinem Abstand zwischen 

Anode und Kathode ungeeignet ware. 

is Durch sporadisches Versetzen der loslichen Anoden in Transportrichtung 24 

werden auch in diesem Fall nacheinander alle Bereiche der Anoden zum 

Metallisieren genutzt. Der der oberen Manteflinie der Walze gegenilberliegende 

Bereich an der Anode wird standig am stirksten geatzt. Durch des Versetzen 

in Richtung 24 werden Bereiche der Anode, von denen noch kein Metall oder 

20 nur wenig Metall abgeatzt wurden, in eine der genannten Mantellinie der 

Walze gegenOberliegende Stellung gebracht. 

Zur beidseitigen elektrolytischen Metallisierung der Leiterplatten befinden sich 

auch an deren Unterseite entsprechende Vorrichtungen mit walzenformigen 

25 Zwischenelektroden. 

Die Erfindung ist nicht auf die Verwendung walzenformiger 

Zwischenelektroden beschrankt, sondern umfaBt auch derartige Elektroden 

anderer Form mit zum Drehen iquivalenter, gegebenfalls relativer Bewegung 

30 zu den in Wechselwikung stehenden ilbrigen Elementen der Zelle. 
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PatentansprOche: 

1. Verfahren zum gieichmaBigen elektrolYtisch~n Metallisieren, Atzen oder 

Entmetaili~iere'n einer IVietalloberfiache, bei'd~;n 
. . 

~ die Metall~berflache ulid minde~ens · eine · dieser · gegenuberliegende Elektrode 

mit einem Behandlurigsmittel iii K:ontakt gebracht warden, 

1 o - ~~ischen der -Metalloberilache und :der · Elektrode eine -elektrische Spannung '...,/ 

angelegt wird, 

- zwi~chen der Metalloberfliiche und der Elekt~ode mindestens ein elektrisch 

nicht kontaktiertes unlosliches, zumindest an-Teilen seiner AuBenflache aus 

einem elektrisch .leitenden Material bestehendes, als Elektrode wi~kendes 

15 Zwischenelement bewegt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch -1, gekennzeichnet durch eine um ihre. 

- Ulngsachse- drehende Rolle·_ als Zwischenelement. 

2 o 3. Verfahren nach einem der vQtstehenden AnsprOclie, dadurch 

gekennzeichliet, daB das Zwischeneiement auf der Metalloberfliche abrollt 

oder diese wischend berOhrt, wobei zwischen dem Zwischenelement und der · 

Metalloberfliche eine elektrisch is~lierende Zwischenschicht eingebracht wird. 

2s 4. Verfahren zum Metallisieren nach einem der vorstehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB zum Metallisieren benotigte Metallionen dem 

Behandlungsmittel durch elektrolytisches Auflosen der Elektroden oder durch 

Metallsalze zugeflihrtwerden. 

30 5. Verfahren nach einem der v~rstehenden AnsprOche, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Elektroden kontinuierlich oder intermittierend relativ 

zu den Zwischenelementen bewegt werden. 

il1i1ii1iiU 



-----·-·-·----·. ·- --------------~--------------------

J 1111111 Jfllfl llllf 1111111 Jiii 
* C L M s * 

W095133086 PCl'/DE95/907i)6 

14 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprOche zum kontinuierlichen 

gleichmaBigen Metallisieren oder Atzen von in horizontaler Lage angeordneten 

und horizontal gefOhrten Leiterplatten oder Leiterfolien. 

s 7. Vorrichtung zum kontinuierlichen gleichmiBigen elektrolytischen 

MetaHisieren, Atzen oder Entmetalfisieren von Metartoberfliichen, umfassend 

:: eine Elektrolysezelle, 

- mindestens eine der Metalloberflache gegenilberliegende Elektrode, 

- ein mit der Meta11oberflache und der Elektrode in Kontakt stehendes 

10 Behandlungsmittel in der Elektrolysezelle, 

- eine mit der MetalloberfUiche und der Elektrode in elektrischem Kontakt 

stehende Spannungsquelle sowie 

- mindestens ein zwischen der Metalloberfliche und der Elektrode 

angeordnates elektrisch nicht kontaktiertes unlosUches, mindestens an Teilen 

15 seiner AuBenflache aus einem elektrisch leitenden Material bestehendes, als 

Elektrode wirkendes bewegliches Zwischenelement. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB das 

Zwischenelement auf seiner AuBenffache mit elektrisch isolierenden 

20 Distanzmittetn versehen ist. 

9. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Elektroden als Platten ausgebildet sind. 

25 10. Vorrichtung zum Metallisieren nach einem der Anspruche 7 bis 9, 

gekennzeichnet durch aus abzuscheidendem Material bestehende Elektroden. 

11. Vorrichtung zum Metallisieren oder Atzen von in horizontaler Lage 

angeordneten und horizontal gefOhrten Leiterplatten oder Leiterfolien 

30 ausgebildet nach einem der AnsprOche 7 bis 10. 

·-------
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i 2. Verfahren zum kontinuierlichen gleichm.aBigen elektrolytischen 

Metallisieren, Entmetallisieren oder Atzen von Metalloberflachen, 

gekennzeichnet durch einzelne oder alle neuen Merkmale oder Kombinationen 

der offenbarten Merkmale. 

13. Vorrichtung zum kontinuierlichen gleichmiBigen elektrolytischen . . . . 

Metallisieren, Entmetallisieren oder Atzen von Metalloberflachen, . . . . ·,: . -.. ; . . . . .. · .·· . . 

gekennzeichnet durch. ei.nzelne o~er alle neuen Merkmale oder Kombinationen 

der offenbarten Merkmale. 


